zat. 10.8a Tabela T1 2018_05 - obejmujaca cze$¢ ideowa i realizacyjng inwestycji

ETAP IR | id_kom 8nazwa_stanowiska 10masa| 11diug 12szer 13wys | 14nrpom [5powierzc| 16todn |17a-kat_ttol| 19powietrz | 20wilg | 21wilgtol [ 22czystpow| 23a-kat_drgan | 24hatas 25V 26kwW 27uziem |28a-kat_ekran| 29zakem | 35inswod | 36instpowj 37inninst 38l_nauk 40uwagi
Podwadjne $ciany, pomieszczenie wewnetrzne 3) pod wrunkiem braku Zrédet promieniowania e-m w poblizu'
Komora bezechowa duza z pomieszczeniem kontrolnym i wytozone klinami pochtaniajacymi, 4) komora posadowiona na wibroizolatorach
PRAWDA|L1_1 wyposazeniem pomiarowym 400000 11 9 12| 5 12| 23|70 0,35 50| 151000000 VO 230 w 1000000[NIE FALSZ| posadowione na izolacji antywibracyjnej 0,255) istotny jest jak najmniejszy hatas wewngtrz komory, mozliwie bliski 0 dB
Podwadjne $ciany, pomieszczenie wewnetrzne 3) pod wrunkiem braku Zrédet promieniowania e-m w poblizu'
Komora bezechowa mata z pomieszczeniem kontrolnym i wytozone klinami pochtaniajacymi, 4) komora posadowiona na wibroizolatorach
PRAWDA|L1_2 wyposazeniem pomiarowym 300000 8 7| 7| 6) 12| 23|70 0,35 50| 15(1000000 VO 1000000 230 w 1000000[NIE FALSZ| posadowione na izolacji antywibracyjnej 0,25[5) istotny jest jak najmniejszy hatas wewngtrz komory, mozliwie bliski 0 dB
Podwadjne $ciany, pomieszczenie wewnetrzne
wytozone klinami pochtaniajgcymi (podtoga 3) pod wrunkiem braku Zrédet promieniowania e-m w poblizu'
Komora bezechowa z podtoga odbijajacg z pomieszczeniem odbijajaca), posadowione na izolacji 4) komora posadowiona na wibroizolatorach
FALSZ|L1_3 kontrolnym i wyposazeniem pomiarowym 300000 8 7 8 7 12| 23|70 0,35 50 15/1000000 VO 1000000 230 w 1000000[NIE FALSZ|antywibracyjnej 0,25[5) istotny jest jak najmniejszy hatas wewngtrz komory < 10 dB
3) pod wrunkiem braku zrédet promieniowania e-m w poblizu'
6) pomiesz-czenie odseparowane od pozostatej czesci budynku
'7) istotny jest hatas wewnatrz komory, poziom tta akustycznego nie powinein
Komora pogtosowa z pomieszczeniem kontrolnym i pomieszczenie o wszystkich powierzchniach przekraczac 20 dB
FALSZ|L1_4 wyposazeniem pomiarowym 300000 8| 7| 6 8 12| 23(T0 0,35 50 151000000 VO 1000000 230 w 1000000| NIE FALSZ|nieréwnolegtych 0,25
1) sie¢ informatyczna wysokiej jakosci
Stanowisko do badan przetwornikéw sejsmicznych i 2) klimatyzacja zapewniajgca laminarny 1) podtogi antystatyczne odporne na dziatania mechaniczne
FALSZ|L1_5 geofondw (w zakresie bardzo niskich czestotliwosci) 4200 5 3,5 3 11 0| 23|70 35) 50 15/1000000 V1 1000000 230 2|w 1000000( TAK PRAWDA| przeptyw powietrza 0,3|2) hatas w pomieszczeniu < 35 dB
Stanowisko do badan przetwornikéw drgan i przyrzadow
skonstruowanych w oparciu o nowe technologie i/lub 1) sie¢ informatyczna wysokiej jakosci
wymagajacych badar wieloparametrowych oraz do badar 2) klimatyzacja zapewniajgca laminarny 1) podtogi antystatyczne odporne na dziatania mechaniczne
FALSZ|L1_6 wiasciwosci wibroizolacyjnych materiatéw 500 5| 3,5 3| 14] 0 23|70 35 50 15(1000000 1000000 230 2|w 1000000(NIE FALSZ|przeptyw powietrza 0,2|2) hatas w pomieszczeniu < 35 dB
1) stét pomiarowy z aktywna wibroizolacjg
- stét z aktywng wibroizolacjg (sprezarka na 2) istotny jest hatas wewnatrz pomieszcenia: < 35 dB
Stanowisko do badan w dziedzinie ultradzwiekéw dla wyposazeniu) 3) pod wrunkiem braku Zrédet promieniowania e-m w poblizu
FALSZ|L1_7 zastosowarn przemystowych 300 5) 4 3| 10| 0 23|70 1000000] 1000000 1000000 230 w 1000000( TAK FALSZ| 0,5|7) poziom -1, o ile zapewni dobra separacje od drgan podtoza
Stanowisko do badan wzorcéw akustycznych w zakresie
FALSZ|L1_8 bardzo duzych wartosci ci$nienia akustycznego. 500 3| 2 3| 2 0 23|70 0,35 50| 151000000 1000000 230 w 1000000[NIE FALSZ| 0,25
1) sie¢ informatyczna wysokiej jakosci
Stanowisko do odtwarzania jednostki oraz badan w zakresie 2) klimatyzacja zapewniajaca laminarny 1) podtogi antystatyczne odporne na dziatania mechaniczne
FALSZ|L1_9 drgan skretnych 500 5) 3,5 3| 13 0 23|70 35 50 15/1000000 V1 1000000 230 2|w 1000000|TAK PRAWDA|przeptyw powietrza 0,2|2) hatas w pomieszczeniu < 35 dB
1) sie¢ informatyczna wysokiej jakosci
2) klimatyzacja zapewniajaca laminarny 1) podtogi antystatyczne odporne na dziatania mechaniczne
FALSZ|L1_10 |Stanowisko wzorca pierwotnego udaréw 200 5) 3,5 3| 15 0 23|70 35 50 15/1000000 1000000 230 2|w 1000000(TAK PRAWDA | przeptyw powietrza 0,3|2) hatas w pomieszczeniu < 35 dB
1) stét pomiarowy z aktywna wibroizolacjg
- stot z aktywna wibroizolacja (sprezarka na 2) istotny jest hatas wewnatrz pomieszcenia: < 35 dB
Stanowisko wzorca pierwotnego: wzorcowanie hydrofonéw wyposazeniu) 3) pod wrunkiem braku zrédet promieniowania e-m w poblizu
FALSZ|L1_11 [metodg pierwotng 500 3| 4 3| 9 0 23|70 1000000 1000000 V1 1000000 230 w 1000000(TAK FALSZ| 0,5|7) poziom -1, o ile zapewni dobra separacje od drgan podtoza
1) sie¢ informatyczna wysokiej jakosci
Stanowiska do badar réznego rodzaju aparatury do pomiaru 2) klimatyzacja zapewniajaca laminarny 1) podtogi antystatyczne odporne na dziatania mechaniczne
FALSZ|L1_12 |drgan mechanicznych (badania mechaniczne i elektryczne) 500 4 3,5 3| 12| 0 23|70 35 50| 15(1000000 1000000 230 1w 1000000[NIE FALSZ|przeptyw powietrza 1)2) hatas w pomieszczeniu < 35 dB
Stanowiska do badar wtdrnych wzorcow drgan 1) sie¢ informatyczna wysokiej jakosci 1) podstawy wibroizolacyjne pod wzbudniki
(przekazywanie jednostek wielkosci drgari mechanicznych) w 2) klimatyzacja zapewniajaca laminarny 2) podtogi antystatyczne odporne na dziatania mechaniczne
FALSZ|L1_13 |zakresie $rednich czestotliwosci 500 4 3,5 3| 12 0 23|70 35 50 15/1000000 1000000 230 1,5(w 1000000[NIE FALSZ|przeptyw powietrza 1)3) hatas w pomieszczeniu < 35 dB
- stoty pomiarowe z aktywna wibroizolacja
Stanowiska do badar wzorcéw akustycznych wtdrnych (sprezarka na wyposazeniu) 1) stét pomiarowy z aktywna wibroizolacjg
(przekazywanie jednostki ci$nienia akustycznego w zakresie - klimaty-zacja zapewniajgca laminarny 2) istotny jest hatas wewnatrz pomieszcenia: < 35 dB
FALSZ|L1_14 |czestotliwosci styszalnych, infradZwiekow i ultradZwiekow) 500 5) 4 3| 2 0 23|70 0,35 50 15/1000000 1000000 230 w 1000000[NIE FALSZ|przeptyw powietrza 1,5[3) pod wrunkiem braku Zrédet promieniowania e-m w poblizu
- stot z aktywna wibroizolacjg (sprezarka na
wyposazeniu) 1) stét pomiarowy z aktywna wibroizolacjg
Stanowiska do badar wzorcéw audiometrycznych i aparatury - klimaty-zacja zapewniajgca laminarny 2) istotny jest hatas wewnatrz pomieszcenia: < 35 dB
FALSZ|L1_15 |audiometrycznej 300 5) 4 3| 3 0 23|70 0,35 50 151000000 1000000 230 w 1000000[NIE FALSZ|przeptyw powietrza 1|3) pod wrunkiem braku Zrédet promieniowania e-m w poblizu
Stanowisko do badania typu miernikdw poziomu diwieku i
innych badar dotyczacych aparatury akustycznej i 2) istotny jest hatas wewnatrz pomieszcenia: < 35 dB
FALSZ|L1_16 |wtasciwosci materiatdw 200 5) 4 3| 4 0 23|70 0,35 50| 15(1000000 1000000 230 w 1000000[NIE FALSZ| 1{3) pod wrunkiem braku Zzrédet promieniowania e-m w poblizu
1) sie¢ informatyczna wysokiej jakosci 1) podtogi antystatyczne odporne na dziatania mechaniczne
Stanowisko do odtwarzania jednostki oraz badan w zakresie 2) klimatyzacja zapewniajaca laminarny 2) pomieszczenie pomocnicze 12 m2 wykazane wczesniej (pom. 1)
FALSZ|L1_17 |udaréw 500 5) 3,5 3| 11 0 23|70 35) 50 15/1000000 1000000 230 2|w 1000000( TAK PRAWDA|przeptyw powietrza 0,253) hatas w pomieszczeniu < 35 dB
- stot z aktywna wibroizolacjg (sprezarka na
Stanowisko wzorca paristwowego cisnienia akustycznego wyposazeniu) 1) stét pomiarowy z aktywna wibroizolacjg
(odtwarzanie jednostki ci$nienia akustycznego w warunkach - klimaty-zacja zapewniajgca laminarny 2) istotny jest hatas wewnatrz pomieszcenia: < 35 dB
FALSZ|L1_18 |ci$nieniowych metodg pierwotng) 300 5) 4 3| 1] 0 23|70 0,35 50 15/1000000 1000000 230 w 1000000[NIE FALSZ|przeptyw powietrza 1|3) pod wrunkiem braku Zrédet promieniowania e-m w poblizu
Stanowisko wzorca panstwowego jednostek wielkosci drgar 1) podstawa wibroizolacyjna (granit, beton) z dylatacja, zagtebiona w gruncie na ok.
mechanicznych (odtwarzanie jednostek wielkosci drgan 0,8 m, wiec poziom -3
mechanicznych metoda pierwotna) i Stanowisko do badan 1) sie¢ informatyczna wysokiej jakosci 2) podtogi antystatyczne odporne na dziatania mechaniczne
wtérnych wzorcow drgan (przekazywanie jednostek wielkosci 2) klimatyzacja zapewniajgca laminarny 3) UPS (stanowisko wtgczone do sieci 24 h)
FALSZ|L1_19 |drgan mechanicznych) w zakresie n 4500 5) 4 3| 11 0 23|70 35) 50 15/1000000 V1 1000000 230 2|w 1000000( TAK PRAWDA| przeptyw powietrza 1,75|4) zminimalizowane promieniowanie cieplne ze
1) stét pomiarowy z aktywna wibroizolacjg
- stét z aktywng wibroizolacjg (sprezarka na 2) istotny jest hatas wewnatrz pomieszcenia: < 35 dB
Stanowiska do badania wagi mocy promieniowania metodg wyposazeniu) 3) pod wrunkiem braku Zrédet promieniowania e-m w poblizu
FALSZ|L1_20 |pierwotna i metoda poréwnawczy 300 3| 2 3| 9 6) 23|70 1000000] 1000000 V1 1000000 230 w 1000000( TAK FALSZ| 0,5|7) poziom -1, o ile zapewni dobra separacje od drgan podtoza
1) stét pomiarowy z aktywna wibroizolacjg
Stanowisko do badania ultradzwiekowej aparatury - stot z aktywna wibroizolacja (sprezarka na 2) istotny jest hatas wewnatrz pomieszcenia: < 35 dB
medycznej i innych badan w dziedzinie ultradzwiekéw dla wyposazeniu) 3) pod wrunkiem braku Zrédet promieniowania e-m w poblizu
FALSZ|L1_22 |zastosowan medycznych 100} 3| 2 3| 9 0 23|70 1000000] 1000000 V1 1000000 230 w 1000000| TAK FALSZ| 0,5|7) poziom -1, o ile zapewni dobra separacje od drgan podtoza
1) stét pomiarowy z aktywna wibroizolacjg
- stét z aktywng wibroizolacjg (sprezarka na 2) istotny jest hatas wewnatrz pomieszcenia: < 35 dB
Stanowisko do badan hydrofonéw i innych przetwornikéw wyposazeniu) 3) pod wrunkiem braku Zrédet promieniowania e-m w poblizu
FALSZ|L1_23 |metoda poréwnawcza 500 3| 2 3| 9 0 23|70 1000000] 1000000 V1 1000000 230 w 1000000( TAK FALSZ| 0,5|7) poziom -1, o ile zapewni dobra separacje od drgan podtoza
stanowisko pomiarowo-badawcze budowy i rozwoju
pierwotnych i optycznych wzorcéw czestotliwosci (w tym KRYTYCZNE DLA TEGO STANOWISKA JEST STALY DOSTEP DO tACZA
réwniez grzebien czestosci,wneka optyczna, systemy do $wiattowodowa i kable koncentryczne do SWIATLEOWODOWEGO (CIEMNE WtOKNA) DO SIEDZIBY GUM W WARSZAWIE -
satelitarnego transferu czasu i czestotliwosci oraz do transmisji wzorcowych sygnatéw czasu i transmisja wzorcowych sygnatéw czasu i czestotliwosci oraz docelowo nosnej
PRAWDA|L2_1 Swiattowodowej dystrybucji czestotliwosci op 4000 20 4 3| 12| 15| 20|72 15 50| 5[1SO 6 V2 45) 230 15|w EMO TAK FALSZ| czestotliwosci 4| optycznej (koszt komercyjny utrzymywajnia tego rodzaju tacz j
stanowisko pomiarowo-badawcze budowy i rozwoju
pierwotnych i optycznych wzorcéw czestotliwosci (w tym niezbedne jest zapewnienie ciggtosci zasilania 230 V AC oraz rezerwowego zasilania
réwniez grzebien czestosci,wneka optyczna, systemy do $wiattowodowa i kable koncentryczne do statopradowego 24 V DC (np. akumulornia + spalinowy agregat pradotwdrczy), drzwi
satelitarnego transferu czasu i czestotliwosci oraz do transmisji wzorcowych sygnatéw czasu i do pomieszczenia powinny by¢ przeszklone, najlepiej w bezposredniej bliskosci
PRAWDA|L2_2 Swiattowodowej dystrybucji czestotliwosci op 2000 6) 5 3| 3 0 20|70 1000000] 50| 5/1000000 1000000 230 5|w EMO NIE FALSZ| czestotliwosci 0| pomieszczenia
stanowisko pomiarowo-badawcze budowy i rozwoju
pierwotnych i optycznych wzorcéw czestotliwosci (w tym niezbedne jest zap ie ciggtosci zasilania 230 V AC oraz rezerwowego zasilania
réwniez grzebien czestosci,wneka optyczna, systemy do Swiattowodowa i kable koncentryczne do statopradowego 24 V DC (np. akumulornia + spalinowy agregat pradotworczy),
satelitarnego transferu czasu i czestotliwosci oraz do transmisji wzorcowych sygnatéw czasu i najlepiej w bezposredniej bliskosci pomieszczenia zegaréw atomowych - konieczno$é
PRAWDA|L2_3 Swiattowodowej dystrybucji czestotliwosci op 1000 5) 4 3| 4 0 20|70 1000000 50| 5/1000000 1000000 230 5|w EMO NIE FALSZ| czestotliwosci 0| poprowadzenia m




stanowisko pomiarowo-badawcze budowy i rozwoju
pierwotnych i optycznych wzorcéw czestotliwosci (w tym
réwniez grzebien czestosci,wneka optyczna, systemy do
satelitarnego transferu czasu i czestotliwosci oraz do

Platforma do instalacji anten GNSS - z tatwym dostepem, - z zapewniong widocznoscig
saltelitow GNSS (pod katem elewacji powyzej 20 stopni powinna by¢ otwarta
przestrzeri - bez przeszkéd w widocznosci satelitdw), - z zapewnionym kanatem

PRAWDA|L2_4 Swiattowodowej dystrybucji czestotliwosci op 500 4 4 5 9 n EMO NIE FALSZ|NIE 0|wewnatrz budynku do
Najlepiej w bezposredniej bliskosci pomieszczenia pomiardw, dystrybucji i transferu
czasu i czestotliwosci oraz pomieszczenia zegaréw atomowych - konieczno$é
stanowiska pomiarowo badawcze do wzorcowania kable koncentryczne do transmisji wzorcowych doprowadzenia wzorcowych sygnatéw czasu i czestotliwosci na stanowisko.
PRAWDA|L2_5 przyrzadow z dziedziny czasu i czestotliwosci 1000 5| 4 67| 15| 20|70 1000000] 50| 5/1000000 1000000 230 3|n EMO NIE FALSZ|sygnatéw czasu i czestotliwosci 2|Zapewnienie ciagtosci zas
stanowisko paristwowego wzorca jednostek miar czasu i
czestotliwosci (w tym: zegary atomowe, systemy do Stanowisko to docelowo bedzie sktadato sie z pomieszczeri: POMIESZCZENIE
pomiaréw, dystrybucji i transferu czasu metodami $wiattowodowa i kable koncentryczne do ZEGAROW ATOMOWYCH, POMIESZCZENIE POMIAROW, DYSTRYBUCII | TRANSFERU
satelitarnymi i Swiattowodowymi, akumulatornia - zasilanie transmisji wzorcowych sygnatéw czasu i CZASU | CZESTOTLIWOSC, PLATFORMA ANTENOWA wraz z pomieszczeniem
PRAWDA|L2_6 rezerwowe, platforma antenowa) 2000 6) 5 345 30 20|70 1000000 50 5/1000000 1000000 230 5|w EMO NIE FALSZ| czestotliwosci 4| pomocniczym - juz projektowanych dla potrzeb STANOWI
stanowisko do badania czujnikdéw konduktometrycznych
FALSZ|L3_1 stosowanych do pomiaréw wody czystej i ultraczystej 500 3| 3 1| 0| 23|70 1000000] 50 10|C 45 230 10|w EMO 40(tak FALSZ|nie 2|
FALSZ|L3_2 stanowisko do badania aktywnosci jondw elektrolitu 400 3| 3 3 0 23|70 1000000 50 10|C 45| 230 5|w EMO 40 tak FALSZ|nie 2|
stanowisko do badania czystosci gazdw energetycznych m.in.
PRAWDA|L3_3 metanu, wodoru 200 6 6| 16 0| 23(T0 1000000 50 10(C 45 230 5|w EMO 40(tak FALSZ|wentylacja mechaniczna 1,5
stanowisko do badania jakosci biogazu i innych biopaliw
PRAWDA|L3_4 gazowych 200 6 6| 17| 0| 23(T0 1000000 50| 10(C 45 230] 5(w EMO 40(tak FALSZ| wentylacja mechaniczna 2
FALSZ|L3_5 stanowisko do badania jakosci biopaliw ciektych (bioetanol) 500 3| 3,5 1| 0 23|70 1000000] 50 10|C 45 230 5|w EMO 40(tak FALSZ|nie 1
stanowisko do badania sktadnikéw toksycznych technikami
FALSZ|L3_6 sprzezonymi: GC-ICP-MS, HPLC-ICP-MS 1000} 5 3,5 2 15 23(T0 1000000 50 10(C 45| 230] 10|w EMO 40 tak FALSZ|dygestorium, instalacja argonowa 2
wzorzec odniesienia jednostki miary liczby falowej w zakresie
FALSZ|L3_7 podczerwieni 200 4 3 12| 0 20|T1 1000000 50 10|C 45| 230 5(w EMO 40|tak FALSZ|nie 1]
FALSZ|L3_8 rozbudowane stanowisko preparatywno-przygotowawcze 300 8 8| 11 10| 23|70 1000000 50 10|B VO 45| 380 15|w EMO 40 tak FALSZ|dygestorium 0
stanowisko do badania stopnia zanieczyszczeri powietrza
FALSZ|L3_9 zwigzkami szkodliwymi cz | 250 6) 6) 15] 5 23|70 1000000] 50 10|C 45) 380 5|w EMO 40(tak FALSZ|wentylacja mechaniczna 2|
FALSZ|L3_10 [stanowisko do wazenia substancji statych i roztworow 200 5) 5 10| 0 23|70 1000000 50 10|B VO 45| 230 5|w EMO 40 tak FALSZ|nie 0
magazyn butli gazowych stanowisko powigzane z pracownia
PRAWDA|L3_11 |analizy gazow 8000 15| 15] 0| 20|70 1000000] 50 10|C 45 230 5|w EMO 40(tak FALSZ|wentylacja mechaniczna magazyn butli - osobny budynek potaczony funkcjonalnie z pracownig Analizy Gazéw
stanowisko do wytwarzania i odtwarzania gazowych wzorcéw
PRAWDA|L3_12 |odniesienia (oraz magazyn butli gazowych) cz | 100} 5) 8| 13| 0 23|70 1000000 50 10|C 45) 380 5|w EMO 40(tak FALSZ|wentylacja mechaniczna 2|
stanowisko do wytwarzania i odtwarzania gazowych wzorcéw
PRAWDA|L3_13 |odniesienia (oraz magazyn butli gazowych) cz Il 150 4 5 14] 5 20|T1 1000000] 50 10|C VO 45) 230 5|w EMO 40[nie FALSZ|wentylacja mechaniczna
FALSZ|L3_14 [stanowisko do analiz chemicznych metodg miareczkowania 200 1,5 3 8| 0 23|70 1000000 50 10|C 45| 230 5|w EMO 40 tak FALSZ|nie 1]
stanowisko do oznaczania jondw metodg chromatografii
jonowej - przyszty wzorzec paristwowy jednostki miary
FAtSZ|L3_15 |licznosci materii (mol) (2) 150 2,5 3 9 0| 23|70 1000000 50 10|C 45| 230 5|w EMO 40|tak FALSZ|nie 2|
stanowisko do precyzyjnych analiz kulometrycznych - przyszty
wzorzec panstwowy jednostki miary liczno$ci materii (mol)
FALSZ|L3_16 |(1) 300 2,5 3 8| 0 23|70 1000000 50 10|C 45| 230 10|w EMO 40 tak FALSZ|dygestorium, instalacja argonowa 1
zmodernizowane stanowiska do przekazywania jednoski
FALSZ|L3_17 |miary pH 250 2| 3 4 0| 23|70 1000000 50 10|C 45| 230 10|w EMO 40| tak FALSZ|nie 1]
zmodernizowane stanowiska do przekazywania jednoski
miary przewodnosci elektrycznej wtasciwej elektrolitow
FALSZ|L3_18 |(konduktometry, czujniki konduktometryczne) 300 2| 3 7| 0 23|70 1000000] 50 10|C 45) 230 10|w EMO 40(tak FALSZ|nie 1
zmodernizowane stanowiska do przekazywania jednostki
FALSZ|L3_19 |miary pH (pehametry, elektrody pH, symulatory pH) 500 2| 3 5 0 23|70 1000000 50 10|C 45) 230 10|w EMO 40 tak FALSZ|nie 1]
FALSZ|L3_20 |zmodernizowane stanowisko do badania czystosci gazow 200 4 6) 19| 0 23|70 1000000] 50 10|C 45 230 5|w EMO 40(tak FALSZ|wentylacja mechaniczna 1,5
FALSZ|L3_21 |zmodernizowany paristwowy wzorzec jednostki miary pH 400] 3| 3 4 0 23|70 1000000 50 10|C 45| 230 5|w EMO 40 tak FALSZ|nie 2|
zmodernizowany paristwowy wzorzec jednostki
FALSZ|L3_22 |przewodnosci elektrycznej wiasciwej elektrolitow 500 3| 3 6) 0| 23|70 1000000] 50 10|C VO 45 230 10|w EMO 40(tak FALSZ|nie 1|
rozbudowany wzorzec odniesienia GUM zawartosci sktadnika
FALSZ|L3_23 |wroztworze 500 5 3 9| 5 20(T1 1000000 50| 10(C 45 230] 10|w EMO 40 tak FALSZ|dygestorium, instalacja argonowa 2
zmodernizowane stanowisko do przekazywania jednoski
miary przewodnosci elektrycznej wtasciwej elektrolitow
FALSZ|L3_24 |(metoda wtdrna, materiaty odniesienia) 500 3 3 6| 0| 23(T0 1000000 50 10|C 45 230 10|w EMO 40|tak FALSZ|nie 1
zmodernizowane stanowisko do przekazywania jednostki
zawartosci sktadnika w mieszaninie gazowej metoda
FALSZ|L3_25 |chromatograficzng 250 6) 10| 18| 0| 23|70 1000000 50 10|C 45| 230 10|w EMO 40(tak FALSZ|wentylacja mechaniczna 2,5
zmodernizowane stanowisko do przekazywania jednostki
zawartosci sktadnika w mieszaninie gazowej przy uzyciu
FALSZ|L3_26 |analizatoréw gazow 200 5) 6) 20| 0| 23|70 1000000 50 10|C 45| 380 5|w EMO 40 tak FALSZ| wentylacja mechaniczna 2,5
PRAWDA|L3_27 |stanowisko przygotowawcze 500 7 3,5 1] 15 23(T0 1000000 50 10(C 45 230 10w EMO 40(tak FALSZ|dygestorium 2
stanowisko do badania zanieczyszczen zywnosci technikami
PRAWDA|L3_28 |sprzezonymi GC-MS/MS 1000 5| 3,5 1] 0 23|70 1000000 50 10|C 45| 230 10|w EMO 40|tak FALSZ|dygestorium 2|
stanowisko do badania zanieczyszczer zywnosci technikami
PRAWDA|L3_29 |sprzezonymi LC-MS/MS 1000 5| 3,5 1] 0 23|70 1000000 50 10|C 45) 230 10|w EMO 40| tak FALSZ|dygestorium 2|
PRAWDA|L3_30 |stanowisko do wazenia substancji statych i roztworéow 400 5) 5 1] 0 23|70 1000000 50 10|B VO 45| 230 10|w EMO 40 tak FALSZ|nie 0
Generator matych katéw o rozdzielczosci 0,001" i zakresie
PRAWDA|L4_1 pomiarowym co najmniej 1° 500 5 5 1] 15 20|72 15] 47,5] 7,5|C V2 45 230 5|w EMO 1000000(NIE PRAWDA|NIE 0,75|wejscie przez "$luze"; zasilanie awaryjne
Stanowisko do badania kwarcowych ptytek kontrolnych
(sprawdzanie czystosci optycznej, ptaskosci, réwnolegtosci
PRAWDA|L4_2 powierzchni, btedéw osi optycznej) 500 5| 4 2 5 20|T1 15] 47,5] 7,5|C VO 45 230 5|w EMO 1000000 NIE FALSZ|NIE 0,7|wejscie przez "$luze"
PRAWDA|L4_3 Stanowisko pomiarowe do pomiaréw duzych obiektéw 3D 100 12| 12| 7| 0 20|T1 15) 50 5(C V1 45| 230 5|w EM1 NIE FALSZ|NIE 1,7|zasilanie awaryjne
PRAWDA|L4_4 Stanowisko pomiarowe nanometrologii wymiarowej 300 7| 4 6) 12| 20|72 15] 50 5/1S04 V2 45 230 5|w EM1 NIE PRAWDA|NIE 1,7|clean room, wejscie przez "$luze"; zasilanie awaryjne
Stanowiska pomiarowe do wzorcowar wykonywanych na Stanowska pomiarowe do wzykonywanie wzorcowar na zawnatrz (komparatory
FALSZ|L4_5 zewnatrz 100 5 5 0| 50 1000000 1000000 EMO NIE FALSZ|NIE 1|dwuczujnikowe, CMM, ptyty pomiarowe, goniometry, maszyny 1-D)
Stanowisko do umieszczenia na zewnatrz budynku (co 50 metréw betonowe stupki
PRAWDA|L4_6 Stanowisko pomiarowe - baza geodezyjna (na zewnatrz) 500 3 0| FALSZ| 1|umieszczone wzdtdz najdiuzszej krawedzi dziatki)
Stanowisko pomiarowe do kwarcowych ptytek kontrolnych, o
niepewnosci rozszerzonej wyznaczenia wartosci kata
FALSZ|L4_7 skrecenia nie wigkszej, niz 0,001° 500 0 0 2 0 20|T1 15] 47,5] 7,5|C VO 45 230 5|w EMO 1000000 NIE FALSZ|NIE 1| wejscie przez "sluze"
Stanowisko pomiarowe do wyznaczania wartosci
wspotczynnika zatamania $wiatfa statych i ciektych wzorcow blizniacze pomieszczenie obok, ok. 10 m2, oddzielone przezroczysta $ciang, wejscie
refraktometrycznych, w réznych dtugosciach fal, na bazie przez $luze; koniecznos¢ ustawiania temperatury z zakresu (15 + 25) °C z doktadnoscig
FALSZ|L4_8 precyzyjnego stotu obrotowego 900 3 4] 3 10 20|T1A/T3 15 47,5 7,5|C V2 45 230 10w EMO 1000000| TAK PRAWDA|wyciag 1{+0,1°C
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorcow
PRAWDA|L4_9 kreskowych 2D — komparator interferencyjny 500 0 0 6) 0| 20|72 15) 50 5[1S04 V2 45| 230 5|w EM1 NIE PRAWDA|NIE 1| wejscie przez "$luze"; zasilanie awaryjne
Nowe stanowisko do pomiaru chropowatosci - profilometr
FALSZ|L4_10 |optyczny 300 0 0 6) 0 20|72 15] 50 5[1S04 V2 45 230 5|w EM1 NIE PRAWDA|NIE 0,75|wejscie przez "$luze"; zasilanie awaryjne
Stanowisko pomiarowe - multisensorowa maszyna
FALSZ|L4_11 |pomiarowa 300 0 0 U 0| 20|71 15] 50 5/C V1 45| 230 5|w EM1 NIE PRAWDA|NIE 0,75|zasilanie awaryjne
FALSZ|L4_12 |Nowe stanowisko do pomiaru odchylenia od okragtosci 300 0 0 7| 0 20|T1 15] 50 5(C V1 45 230 5|w EM1 NIE PRAWDA|NIE 0,65|zasilanie awaryjne
Nowe stanowisko do pomiaru ptaskosci - interferometr
FAtSZ|L4_13 |laserowy 500 3| 5 12] 0| 20|71 15] 50 10|C V2 55| 230 3|lw EM1 NIE PRAWDA|NIE 0,5|
Nowe stanowisko do wzorcowania ptytek katowych i pryzm dodatkowe pomieszczenie, ok. 10 m2, z wentylacja/wyciagiem, do przygotowywania
FALSZ|L4_14 |wielosciennych 50) El 3 5 10| 20|T1 20 47,5 7,5|C VO 45) 230 5|w EMO 1000000[NIE FALSZ|NIE 0,75|wzorcow do pomiaréw




Nowe stanowisko pomiarowe do wzorcowania

dodatkowe pomieszczenie, ok. 15 m2, w sgsiedztwie na pokdj "wagowy" i do destylacji

FALSZ|L4_15 |refraktometrow wizualnych i fotoelektrycznych 100} 5 5 3| 4 15 20|T1 20| 47,5] 7,5|C 45 230 5(w EMO 1000000( TAK FALSZ|wyciag 0,75|wody
Nowe stanowisko pomiarowe do wzorcowania dtugich ptytek
FALSZ|L4_16 |wzorcowych i wzorcdw $rednicy - maszyna pomiarowa 1-D 800 4 36 3| 10| 0| 20(T2 15 50 10(C V2 55 230 3w EM1 NIE PRAWDA(NIE 0,4
Nowe stanowisko pomiarowe do wzorcowania dtugich ptytek
FALSZ|L4_17 |wzorcowych metod] interferencyjng 700 4 6| 3 10| 0| 20(T2 15 50 5(C V2 55 230 3w EM1 NIE PRAWDA(NIE 0,3
Nowe stanowisko pomiarowe do wzorcowania ptytek
FALSZ|L4_18 |wzorcowych metoda interferencyjng 600 4 6) 3| 11 12| 20|72 15 50 10|C V2 55) 230 3|lw EM1 NIE PRAWDA|NIE 0,5|w powierzchni pomocniczej dygestorium
Nowe stanowisko pomiarowe do wzorcowania polarymetréw
FALSZ|L4_19 |[fotoelektrycznych 10| 0 0 3| 4 20|T1 20| 47,5] 7,5|C 45 230 5(w EMO 1000000( TAK FALSZ|wyciag 1| o$wietlenie o ograniczonej emisji ciepta
Nowe stanowisko pomiarowe do wzorcowania pryzm
wielosciennych, ptytek katowych przywieralnych i podziatek
FALSZ|L4_20 |katowych 700 0 0 3| 1 0 20|72 15] 47,5] 7,5|C V2 45) 230 5|w EMO 1000000(NIE PRAWDA|NIE 0,75|wejscie przez "$luze"; zasilanie awaryjne
Nowe zautomatyzowane stanowisko pomiarowe do
wzorcowania zespotu kompensacji dfugosci fali w powietrzu
FALSZ|L4_21 |oraz czujnikdw temperatury 300 3| 5 3 10] 0| 20|T1 30) 50 10|C 55| 230 5|w EM1 NIE FALSZ|NIE 0,3]
Stanowisko pomiarowe do badan stabilizowanych laseréw
FALSZ|L4_22 |metrologicznych 400 6) 6) 3| 9 9 20|72 15| 50 10|C V2 55| 230 5|w EM1 NIE PRAWDA|NIE 1,25
Mozliwos¢ wprowadzenia do pomieszczenia przyrzaddw o dtugosci co najmniej 5 m;
zasilanie awaryjne
Zautomatyzowany komparator interferencyjny o zakresie
FALSZ|L4_23 |pomiarowym 50 m 500 60) 3 0 8| 0 20|71 20 50 5/C V1 45| 230 5|w EM1 1000000[NIE FALSZ|NIE 1,5]
Stanowisko - pomiary w warunkach laboratoryjnych z
wykorzystaniem symulatoréw dotyczace przyrzadéw do
PRAWDA|L4_24 |pomiaru predkosci pojazddw drogowych 200 80| 10| 3,5 13 20 20 21 60) 35/1000000 1000000 230 5|w 2[NIE FALSZ| wzorcowy sygnat czestotliwosci 3|
3
Stanowisko badawcze do narazen klimatycznych typu walk-in 5
PRAWDA|L4_25 |(pomieszczenie biurowe dla obstugi) 2800 6) 4,5 3,5 5 5) 25|70 21 50 25/1000000 1000000 380 50|w EMO TAK PRAWDA|odprowadzanie ciepta na zewnatrz 0,57
Stanowiska badawcze do badania kompatybilnosci 3
elektromagnetycznej (EMC) oraz pomiaru emisji 5
PRAWDA|L4_26 |(pomieszczenie biurowe dla obstugi) 150 5) 3 3,5 14 20 20| 21 60) 35/1000000 1000000 380 20|w EMO 2[NIE FALSZ| wzorcowy sygnat czestotliwosci 1,5|7
3
Stanowisko badawcze do narazen klimatycznych do szokéw 5
PRAWDA|L4_27 |termicznych (pomieszczenie biurowe dla obstugi) 1500 5 4 3,5 15 5 25(T0 21 50 25(1000000 1000000 380 27|w EMO TAK PRAWDA| 0,57
Stanowisko badawcze do badania stopnia ochrony
zapewnianej przez obudowy (Kod IP5X. IP6X) przed
przedostawaniem sie ciat statych, wnikaniem pytu oraz przed 3
dotykiem bezposrednim czesci czynnych (pomieszczenie 5
PRAWDA(L4_28 [biurowe dla obstugi) 550 5| 3 3,5 16| 3| 25|70 21 50 25/1000000 1000000 230 2,3[w EMO NIE PRAWDA| 0,57
Stanowisko badawcze do badania stopnia ochrony 3
zapewnianej przez obudowy (Kod IPX1,IPX2,IPX3,IPX4) przed , 5
PRAWDA|L4_29 |wnikaniem wody (pomieszczenie biurowe dla obstugi) 690 5 4 3,5] 16 3| 25|70 21 50 25/1000000 1000000 380 0,7|w EMO TAK FALSZ| 0,57
Stanowisko badawcze do badania stopnia ochrony 3
zapewnianej przez obudowy przed ogniem (pomieszczenie 5
PRAWDA(L4_30 [biurowe dla obstugi) 33| 1] 2 3,5 16| 3| 25|70 21 50 25|1000000 1000000 230 0,5|w EMO NIE FALSZ| 0,57
Stanowisko pomiarowe do badania tachograféw
PRAWDA|L4_31 |samochodowych. 40| 5) 3 3,5 17] 10| 20|70 21 60) 35/1000000 1000000 230 5|w EMO 2[NIE FALSZ| wzorcowy sygnat czestotliwosci 0,25
Stanowisko pomiarowe do badania taksometréw
PRAWDA|L4_32 |niezainstalowanych w taksdwce. 40 5) 3 3,5 18| 10| 20|70 21 60 35/1000000 1000000 230 5|w EMO 2[NIE FALSZ|wzorcowy sygnat czestotliwosci 1
Stanowisko pomiarowe do badania w warunkach
laboratoryjnych przyrzadéw do pomiaru predkosci pojazdéw
PRAWDA|L4_33  |w ruchu drogowym. 60| 5 3 3,5 19 10| 20(TO 21 60| 35(1000000 1000000 230 5(w EMO 2(NIE FALSZ| wzorcowy sygnat czestotliwosci 2
Stanowisko pomiarowe do badania wykreséwek do
PRAWDA(L4_34 [tachograféw samochodowych. 40| 5| 3 3,5 20 10| 20|70 21 60| 35/1000000 1000000 230 5|w EMO 2|NIE FALSZ|NIE 0,5|
3
Stanowisko badawcze do narazen klimatycznych 5
PRAWDA|L4_35 |(pomieszczenie biurowe dla obstugi) 1600} 6 4 3,5] 21 5 25(T0 21 50 25(1000000 1000000 380 26|w EMO TAK PRAWDA|woda destylowana 0,57
3
Stanowisko badawcze do narazer mechanicznych 5
PRAWDA|L4_36 |(pomieszczenie biurowe dla obstugi) 2700 6) 5 3,5 21 5) 25|70 21 50 25/1000000 1000000 380 42,5|w EMO NIE PRAWDA|odprowadzanie ciepta na zewnatrz 0,57
Stanowisko do badania baterii paliwowowodorowych i
PRAWDA|L5_1 innych baterii do zasilania pojazdéw elektrycznych 1000 12| 30 12| 25 15| 23|70 1000000] 50 10|Klasa 7 VO 400 100|w EMO O[NIE FALSZ|przeciwpozarowe 1
PRAWDA|L5_2 Stanowisko do badania na napedéw pojazddw elektrycznych 1000 18] 30 12| 25 15| 23|70 1000000 50 10|Klasa 7 VO 400 100|w EMO O[NIE FALSZ|przeciwpozarowe 1]
Stanowisko do badania i wzorcowania analizatoréw i innych
PRAWDA|L5_3 przyrzadéw do pomiardéw parametréw sieci enegetycznej 500 10| 15] 3| 23| 15| 23|70 1000000 50| 10|Klasa 7 Vo 400] 50(w EM1 O[NIE FALSZ|przeciwpozarowe 1
PRAWDA|L5_4 Stanowisko do badania licznikdw energii pradu statego 1000 0 0 0 24 15| 23|70 1000000 50 10|Klasa 7 VO 400 50|w EM1 O[NIE FALSZ|przeciwpozarowe 1]
Oprécz zamknigtego pomieszczenia na stanowisko pomiarowe wymadana jest
otwarta, wywdwnana i utwardzona przestrzer na zewwnatrz (nastonecznienie wschéd
PRAWDA|L5_5 Stanowisko do badania baterii i instalacji solarnych 1000 0 0 0 26 15| 23|70 1000000 50 10[Klasa 7 VO 400 100|w EMO O[NIE FALSZ|przeciwpozarowe 1| potudnie) o wymiarach ok. 10 m x 10 m, na ktérej bedg staty ogniwa solarne.
Pomieszczenie stanowiska sasiadujace z pomieszczeniem stanowiska pomiarowe do
wzorcowania przetwornikéw termicznych AC.DC i kalibratoréw
$luza wiodacy do pomieszczeri laboratoryjnych ok. 2m x 3m . Dwuskrzydtowe drzwi
FALSZ|L5_6 Stanowisko wzorca kwantowego napiecia przemiennego cz. 2 500 10| 5 3,5 8| 20 23|73 1000000] 45) 15|Klasa 6 VO 55) 230 5|w EM2 0| TAK PRAWNDA|tak ciektego helu 0,4| wejsciowe z korytarza i $luzy oraz dw
FALSZ|L5_7 Stanowisko pomiarowe do wzorcowania licznikdw energii. 500 10| 10| 10| 15| 23|70 0 50 10|Klasa 7 VO 10| 400 50|w EMO O[NIE FALSZ|przeciwpozarowe 0,33
Stanowisko badawcze do badania emisji i odpornosci w Oswietlenie dziatajace na wysokiej
FALSZ|L5_8 komorze GTEM 1500 10| 5 4 21 25 23|70 1000000 50 0,2(1000000 VO 55| 400 10|w EM1 0| TAK PRAWDA| czestotliwosci (40 kHz). Dla zasilania THD < 3%. 0,25
Stanowisko badawcze do badania odpornosci na oswietlenie dziatajace na wysokiej
PRAWDA|L5_9 promieniowane pole elektromagnetyczne 100000 30 21 15| 19| 30 23|70 200 50 0,3/1000000 VO 55) 400 30w EM1 0| TAK PRAWDA| czestotliwosci (40 kHz). Dla zasilania THD < 3%. 0,25|ekranowanie dla fal ptaskich do 20 GHz
Stanowisko badawcze do badania odpornosci na zaburzenia Oswietlenie dziatajace na wysokiej
FALSZ|L5_10 |elektryczne i magnetyczne. 200 10| 10| 4 20| 10| 23|70 1000000] 50 0,2(1000000 Vo 55) 400 10|w EM1 O[NIE FALSZ| czestotliwosci (40 kHz). Dla zasilania THD < 3%. 0,25
Stanowisko badawcze do badania odpornosci na zaburzenia
przewodzone, indukowane przez pola o czestotliwosci Oswietlenie dziatajace na wysokiej
FALSZ|L5_11 |radiowej 200 7 4 4 22| 10| 23|70 1000000 50 0,2(1000000 VO 55| 400 10|w EM1 O[NIE FALSZ| czestotliwosci (40 kHz). Dla zasilania THD < 3%. 0,25
Stanowisko do wzorcowania wyposazenia pomiarowego
FALSZ|L5_12 |w.cz. w pasmie do 40 GHz 200 6) 4 4 15 40 23|70 1000000 50 201000000 VO 230 8[n EM1 1000000[NIE FALSZ|NIE 1]
FALSZ|L5_13 |Stanowisko pomiarowe do badania licznikdw energii. 500 10| 10| 3| 11 15 23|70 0 50 10|Klasa 7 VO 10| 400 50(w EM1 O[NIE FALSZ|przeciwpozarowe 0,33
Stanowisko pomiarowe do badania oddziatywania wielkosci
FALSZ|L5_14 |wptywajacych na btedy licznikdw energii 500 8 8| 3 11§ 15| 23|70 0 50 10|Klasa 7 VO 10| 400 50|w EM1 O[NIE FALSZ|przeciwpozarowe 0,33
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania cewek indukcyjnych, wszystkie stanowiska RLC w jednym pomieszczeniu, filtrowanie zaktdcen w sieci
FALSZ|L5_15 |kondensatoréw i rezystoréw 100} 5 5 3,5 9 30| 23|73 1000000] 45 15|Klasa 7 VO 55) 230 10|w EM2 O[NIE FALSZ|przeciwpozarowe 1|zasilajacej energetycznej
Pomieszczenia stanowisk pracowni w pomieszczeniach obok siebie oraz
dwuskrzydtowe drzwi miedzy sasiadujacymi pomieszczeniami, filtrowanie zaktécer w
FALSZ|L5_16 |Stanowisko pomiarowe do wzorcowania kalibratorow 200 5 4 3,5 6) 20 23|70 1000000] 45 25|Klasa 7 Vo 55) 400 10|w EM1 O[NIE FALSZ|przeciwpozarowe 1|sieci zasilajgcej energetycznej.
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania kompensatorow i
FALSZ|L5_17 |ogniw Westona 200 3| 4 4 4 0 23|73 1000000 45| 15|Klasa 6 VO 55| 230 3|lw EM2 0| TAK PRAWDA|NIE 0,4]
ekranowanie dla fal ptaskich do 20 GHz, brak elementéw ferromagnetycznych w
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania miernikéw Oswietlenie dziatajace na wysokiej konstrukcji laboratorium oraz najblizszym otoczeniu, oddzielny budynek, im dalej od
FALSZ|L5_18 [natezenia pola elektrycznego ponizej 100 kHz 100 7| 5 5) 16 15| 23|70 1000000 50 0,1{1000000 VO 55) 230 10|n EM1,EM2 O[NIE FALSZ| czestotliwosci (40 kHz). Dla zasilania THD < 3%. 1|linii PKP tym lepiej




Stanowisko pomiarowe do wzorcowania miernikéw

Oswietlenie dziatajace na wysokiej

ekranowanie dla fal ptaskich do 20 GHz, brak elementéw ferromagnetycznych w
konstrukcji laboratorium oraz najblizszym otoczeniu, oddzielny budynek, im dalej od

FALSZ|L5_19 [natezenia pola elektrycznego powyzej 100 kHz 100} 7| 5 5) 17] 15| 23|70 1000000 50 0,1{1000000 VO 55) 230 10| EM1,EM2 O[NIE FALSZ| czestotliwosci (40 kHz). Dla zasilania THD < 3%. 1|linii PKP tym lepiej
ekranowanie dla fal ptaskich do 20 GHz, brak elementéw ferromagnetycznych w
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania miernikéw Oswietlenie dziatajace na wysokiej konstrukcji laboratorium oraz najblizszym otoczeniu, oddzielny budynek, im dalej od
FALSZ|L5_20 [natezenia pola magnetycznego ponizej 100 kHz 200 7| 5 5) 18| 15| 23|70 1000000 50 0,2(1000000 VO 55) 230 10| EM1,EM2 O[NIE FALSZ| czestotliwosci (40 kHz). Dla zasilania THD < 3%. 1|linii PKP tym lepiej
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania mostkéw do
FALSZ|L5_21 |pomiaréw btedéw przektadnikéw, obcigzen przektadnikow 500 6) 6) 3| 13| 15| 23|70 0 50 10|Klasa 7 VO 10| 400 50 EMO O[NIE FALSZ|przeciwpozarowe 0,25
Pomieszczenia stanowisk pracowni w pomieszczeniach obok siebie oraz
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania multimetréw dwuskrzydtowe drzwi miedzy sasiadujacymi pomieszczeniami, filtrowanie zaktécer w
FALSZ|L5_22 |cyfrowych 200 5 4] 3,5 6| 20| 23(T0 1000000 45| 25|Klasa 7 VO 55 400 10 EM1 O[NIE FALSZ|przeciwpozarowe 1|sieci zasilajgcej energetycznej.
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania przektadnikéw
FASZ|L5_23 |napieciowych 11000 30 30) 20 12| 15| 23|70 0 50 10|Klasa 7 VO 10| 400 200 EMO O[NIE FAtSZ|przeciwpozarowe 0,25
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania przektadnikdw
FALSZ|L5_24 |pradowych 1500 20 10] 20 12| 15| 23|70 0 50 10|Klasa 7 VO 10| 400 200 EMO O[NIE FALSZ|przeciwpozarowe 0,25
Pomieszczenia stanowisk pracowni w pomieszczeniach obok siebie oraz
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania przetwornikéw dwuskrzydtowe drzwi miedzy sasiadujacymi pomieszczeniami, filtrowanie zaktécer w
FALSZ|L5_25 [termicznych AC.DC i kalibratoréw 200 5| 5 3,5 7| 20 23|73 1000000 45) 25|Klasa 7 VO 55) 400] 10| EM2 O[NIE FALSZ|przeciwpozarowe 2|sieci zasilajgcej energetycznej.
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania przyrzadéw do wszystkie stanowiska RLC w jednym pomi iu, filtrowanie zaktéceri w sieci
FALSZ|L5_26 |pomiaru rezystancji, indukcyjnosci i pojemnosci elektrycznej 100} 5) 5 3,5 9 30 23|73 1000000 45| 15|Klasa 7 VO 55) 230 10| EM2 O[NIE PRAWDA| przeciwpozarowe 1|zasilajacej energetycznej.
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania rezystoréw
FALSZ|L5_27 |wysokoomowych 200 3| 4 4 3 0 23|73 1000000 45) 15(Klasa 6 VO 55| 230 5| EM2 0| TAK PRAWDA|NIE 0,4
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania rezystoréw
FALSZ|L5_28 |wzorcowych 200 El 4 4 2 0 23|73 1000000 45| 15(Klasa 6 VO 55| 230 6) EM2 0| TAK PRAWDA|NIE 0,4
Pomieszczenia stanowisk pracowni w pomieszczeniach obok siebie oraz
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania woltomierzy dwuskrzydtowe drzwi miedzy sasiadujacymi pomieszczeniami, filtrowanie zaktéceri w
FALSZ|L5_29 |cyfrowych niskich czestotliwosci 100 5) 3 3,5 6) 20 23|70 1000000 45) 25|Klasa 7 VO 55) 230 10| EM1 O[NIE FALSZ|przeciwpozarowe 1|sieci zasilajacej energetycznej.
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania woltomierzy
FALSZ|L5_30 |wysokiego napiecia 500 10 10| 20| 12 15 23(T0 0 50 10|Klasa 7 VO 10 400 50 EMO O[NIE FALSZ|przeciwpozarowe 0,25
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorca
paristwowego i wzorcdw odniesienia jednostki miary wszystkie stanowiska RLC w jednym pomieszczeniu, filtrowanie zaktdcen w sieci
FALSZ|L5_31 |indukcyjnosci 100| 5 5 3,5 9 30| 23(T3 1000000 45| 15|Klasa 7 VO 55 230 10 EM2 O[NIE FALSZ|przeciwpozarowe 1|zasilajacej energetycznej
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorca
paristwowego i wzorcdw odniesienia jednostki miary wszystkie stanowiska RLC w jednym pomieszczeniu, filtrowanie zaktdcen w sieci
FALSZ|L5_32 |pojemnosci elektrycznej 50 5 5 3,5 9 30| 23(T3 1000000 45| 15|Klasa 7 VO 55 230 10 EM2 O[NIE FALSZ|przeciwpozarowe 1|zasilajacej energetycznej
wymaga oddzielnego pomieszczenia
Uwaga: dot wszystkich stanowisk jezeli nie zapisano inaczej:
- drgania wg 1SO 10816-1:1995
Stanowisko pomiarowe parstwowego wzorca jednostki miary| - ekranowanie 100 dB dla fal ptaskich do 20 GHz
FALSZ|L5_33 |rezystancji 500 5) 5 4 1] 15| 23|73 1000000 45) 15[Klasa 6 VO 55) 230 10| EM2 0[TAK PRAWDA|tak ciektego helu 0,4]- czystos¢ powietrza wg PN-EN ISO 14644-1:2016
Stanowisko pomiarowe parstwowego wzorca jednostki
napiecia elektrycznego statego oraz do wzorcowania
FALSZ|L5_34 |potprzewodnikowych Zrédet napiecia 500 5) 4 4 5 0 23|73 1000000 45| 15|Klasa 6 VO 55) 230 5) EM2 0| TAK PRAWDA|tak ciektego helu 0,4| wymaga oddzielnego pomieszczenia, niezbedny sygnat o wzorcowej czestotliwosci
Pomieszczenie stanowiska sasiadujace z pomieszczeniem stanowiska pomiarowe do
wzorcowania przetwornikéw termicznych AC.DC i kalibratoréw.
$luza wiodacy do pomieszczeri laboratoryjnych ok. 2m x 3m . Dwuskrzydtowe drzwi
FALSZ|L5_35 |Stanowisko wzorca kwantowego napiecia przemiennego cz. 1 500 7| 5 3,5 8| 20 23|73 1000000] 45) 15|Klasa 6 VO 55) 230 5) EM2 40[TAK PRAWDA|tak ciektego helu 0,4| wejsciowe z korytarza i $luzy oraz
stanowisko widmowego wspdtczynnka odbicia metoda
PRAWDA|L6_1 spektrogoniofotometryczna w zakresie UV-VIS-NIR 100 5 6| 3,5] 8 0| 23(T0 1000000 40| 20(1SO 6 45| 380 10 EMO 50[TAK FALSZ|NIE 0,5| pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno.
Badawcze stanowisko pomiarowe do badania czytnikdw
PRAWDA|L6_2 absorpcyjnych i ich kontrolnych filtrow 200 6) 5 3,5 13| 0 23|70 45 50| 25|1SO 6 55) 380 5| EMO 40[TAK FALSZ|NIE 0,8| Pomiedzy pomieszczeniami dodatkowe drzwi przesuwne
pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastoniete
PRAWDA|L6_3 stanowisko badania densytometréw i spektrodensytometrow 8| 3 5 3,5 10| 0 23|70 1000000 40| 20|1SO 6 45| 380 10| EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,5| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastoniete
metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze ktére
sktadac sie bedzie
stanowisko do wytwarzania wzorcdw achromatrycznych i z dwdch (moze trzech) piecéw do wyprazania wzorcéw z teflonu (w okoto 250-300
PRAWDA|L6_4 barwnych 80 5| 4 3,5 9 0 23|70 1000000 40| 20|1SO 6 45) 380 10| EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,5|stopn
pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastoniete
FALSZ|L6_5 analiza transmisji Swiatta w przestrzeni innej niz powietrze 850 4 4 5) 6) 3| 22|70 1000000 40| 25|1SO 6 55) 380 10| EMO 50| TAK FALSZ|NIE 1| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastonigte
FALSZ|L6_6 badania podstawowe 1000 6) 5 5 6) 4 22|70 1000000 40| 25|1SO 6 55) 380 10| EMO 50| TAK FALSZ|NIE 1| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
badanie oraz okreslanie charakterystyk metrologicznych pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastoniete
FALSZ|L6_7 irodet LED 1000 4 3 5) 6) 3] 22|70 1000000 40| 25|1SO 6 55) 380 10| EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,5| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastonigte
FALSZ|L6_8 badanie parametrow fizycznych laseréw duzych mocy 2000 8 5 5| 7| 4 22|70 1000000] 40 25|1SO 6 55) 380 10| EMO 50| TAK FALSZ|NIE 1| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
Badawcze stanowisko pomiarowe do badania wzorcéw i
FALSZ|L6_9 przyrzagdéw spektrofotometrycznych nowej generaciji. 200 6) 5 3,5 16 0 23|70 45 50 25|1SO 6 55) 380 5) EMO 40[TAK FALSZ|NIE 0,8]
Badawcze stanowisko pomiarowe do badania wzorcéw
spektrofotometrycznych barwnych posiadajacych wyrazng
krawedz absorpcji w obszarze widzialnym (tzw. filtry
FALSZ|L6_10 |odcinajace) 200 6) 5 3,5 15 0 23|70 45 50 25|1S0 6 55) 380 5) EMO 40[TAK FALSZ|NIE 0,6/ Pomiedzy pomieszczeniami dodatkowe drzwi przesuwne
Badawcze stanowisko pomiarowe do badania wzorcéw
spektrofotometrycznych charakteryzujacych sie wiekszym
FALSZ|L6_11 |zakresem widmowym i wiekszym zakresem fotometrycznym 200 6) 5 3,5] 14 0 23|70 45 50 25|1SO 6 55) 380 5) EMO 40[TAK FALSZ|NIE 0,6/ Pomiedzy pomieszczeniami dodatkowe drzwi przesuwne
stanowisko badania spektrofotometréw i kolorymetréow pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastonigte
FALSZ|L6_12 |odbiciowych nowej generacji (wielokatowych). 10| 3| 5 3,5 10| 0 23|70 1000000] 40| 20|1SO 6 45) 380 10| EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,5| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastoniete
FALSZ|L6_13 doswiadczalne stanowisko radiometryczne 1000 4 3 5) 3 0 22|70 1000000 40| 25|1S0 6 55) 380 10| EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,3| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary temperatury
barwowej oraz wzorcowanie kolorymetréw pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastoniete
FALSZ|L6_14 [trdjchromatycznych 500 3| 3 5) 1] 0| 22|70 1000000 40| 25|1SO 6 55) 380 10| EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,3| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastonigte
FALSZ|L6_15 stanowisko wspétczynnika luminancji w geometrii 0:45 10| 3| 4 3,5 12| 0 23|70 1000000 40 20|1SO 6 45) 380 10| EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,3| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastoniete
FALSZ|L6_16 stanowisko wspdtczynnika luminancji w geometrii 45:0 10| 3| 4 3,5 12| 0 23|70 1000000 40 20|1SO 6 45) 380 10| EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,3| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastonigte
FALSZ|L6_17 stanowisko wspétczynnika luminancji w geometrii d:0 25 3| 5 3,5 11 0| 23|70 1000000 40| 20|1SO 6 45 380 10| EMO 50[TAK FALSZ|NIE 0,3| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastoniete
FALSZ|L6_18 stanowisko wspdtczynnika luminancji w geometrii d:8 20| 3| 5 3,5 11§ 0| 23|70 1000000 40| 20|1SO 6 45| 380 10| EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,3| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
badania metrologiczne przyrzadéw stosowanych w
obiektywnej ocenie cech fizycznych zwigzanych z pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastoniete
FALSZ|L6_19 |postrzeganiem wzrokowym 450 3| 4 5) 5 3| 22|70 1000000 40| 25|1SO 6 55) 380 10| EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,3| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastonigte
FALSZ|L6_20 |badanie materiatow fotoluminescencyjnych cze$¢ pomiarowa 600 3| 3 5 1] 0 22|70 1000000] 40| 25|1SO 6 55) 380 10| EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,3| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
badanie materiatéw fotoluminescencyjnych czes¢ pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastoniete
FALSZ|L6_21 [technologiczna 600 3| 2 5) 2 0 22|70 1000000 40| 25|1SO 6 55) 380 10| EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,25/ metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze




ocena metrologiczna fotometrycznych przyrzadéw

pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastonigte

FALSZ|L6_22 |pomiarowych 500 12| 4 5) 1 0 22|70 1000000] 40 25|1S0 6 55) 380 10|w EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,3| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
ocena metrologiczna miernikdw nadfioletu stosowanych w pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastoniete
FALSZ|L6_23 |badaniach NDT 1000 2| 2 5) 2 0 22|70 1000000 40| 25|1SO 6 55) 380 10|w EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,3| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
ocena metrologiczna miernikdw $wiatta biatego stosowanych pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastonigte
FALSZ|L6_24 |w badaniach NDT 1000 2| 2 5| 2 0 22|70 1000000 40| 25|1SO 6 55) 380 10|w EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,25 metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary czutosci
widmowej przy wybranych dtugosciach fali promieniowania pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastonigte
FALSZ|L6_25 |laserowego 1000 4 4 5) 2 0 22|70 1000000] 40| 25|1SO 6 55) 380 10|w EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,3| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary czutosci pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastoniete
FALSZ|L6_26 |widmowej w zakresie widmowym (380 — 1600) nm 1200 5) 3 5) 3 8 22|70 1000000 40| 25|1S0 6 55) 380 10|w EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,3| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary strumienia pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastonigte
FALSZ|L6_27 |$wietlnego (wzorzec paristwowy) 500 5| 5 5 1| 5 22|70 1000000] 40| 25|1SO 6 55) 380 10|w EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,3| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary $wiattosci pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastoniete
FALSZ|L6_28 |(wzorzec paristwowy) 700 10| 4 5) 2| 10| 22|70 1000000 40| 25|1SO 6 55) 380 10|w EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,3| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
stabilizacja parametréw $wietlnych i elektrycznych zrédet
FALSZ|L6_29 |przeznaczonych na wzorce fotometryczne 500 4 3 5| 4] 2 22(TO 1000000 40 25(1S0 6 55 380 10|w EMO 50({TAK FALSZ|NIE 0,2
stanowisko do badania spektrofotometréw i kolorymetréw pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastoniete
FALSZ|L6_30 |odbiciowych 10| 3| 4 3,5 12| 0| 23|70 1000000 40| 20|1SO 6 45| 380 10|w EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,4| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
stanowisko doswiadczalne testowania i sprawdzania pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastonigte
FALSZ|L6_31 |przyrzadéw pomiarowych 600 2| 3 5) 2 0 22|70 1000000 40| 25|1SO 6 55) 380 10|w EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,3| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
Stanowisko pomiarowe do badania spektrofotometrow
FALSZ|L6_32 |absorpcyjnych UV, VIS, NIR przy uzyciu filtréw wzorcowych. 200 6) 5 3,5 19| 0 23|70 45 50 25|1SO 6 55) 380 5|w EMO 40[NIE FALSZ|NIE 0,6/ Pomiedzy pomieszczeniami dodatkowe drzwi przesuwne
Docelowo - Stanowisko robocze do przekazywania jednostki widmowego
Stanowisko pomiarowe do badania wzorcéw wspotezynnika przepuszczania od wzorca paristwowego, Pomiedzy pomieszczeniami
FALSZ|L6_33 |spektrofotometrycznych z udziatem wzorca wtdrnego. 200 6) 5 3,5 18| 20 23|70 45 50| 25|1SO 6 55) 380 5|w EMO 40[NIE FALSZ|NIE 0,7|dodatkowe drzwi przesuwne
Stanowisko pomiarowe do badania wzorcéw widmowego
wspotczynnika przepuszczania i sktadowych Docelowo - Stanowisko wzorca panstwowego widmowego wspotczynnika
FALSZ|L6_34 [tréjchromatycznych w odniesieniu do wzorca pierwotnego. 200 6) 5 3,5 17] 20| 23|70 45 50 25|1SO 5 55) 380 5|w EMO 40[NIE PRAWDA|instalacja z nawiewami laminarnymi powietrza 0,9| przepuszczania, Pomiedzy pomieszczeniami dodatkowe drzwi przesuwne
pomieszczenie ciemni fotometrycznej pomalowane na czarno, okna zastonigte
FALSZ|L6_35 [stanowisko wspdtczynnika odbicia w geometrii 8:d 100 4 5 3,5 11 0 23|70 1000000] 40| 20|1SO 6 45) 380 10|w EMO 50| TAK FALSZ|NIE 0,4| metalowymi zaluzjami pomalowanymi na czarny mat, drzwi czarny mat takze
Badawcze stanowisko pomiarowe cieczy nienewtonowskich i
PRAWDA|L7_1 wiskozymetréw rotacyjnych 300 10| 10| 4 3 15| 20|T1 1000000 50 5/1000000 VO 45) 230 4w EMO 40[TAK FALSZ|wentylacja z klimatyzacja i dygestorium 1
PRAWDA|L7_2 panstwowy wzorzec cisnienia 10] U 7| 4 0 20|71 20 50 10|1SO 4 45| 230 2|w EMO 40[TAK PRAWDA|NIE 2|
PRAWDA|L7_3 wzorzec odniesienia jednostki ci$nienia - SO3 50| 7| U 4 3 5| 20|71 20 50 10]1SO 4 45| 230 2|w EMO 40[TAK PRAWDA|NIE 2|
PRAWDA|L7_4 wzorzec odniesienia jednostki sity do 1 kN 250 10| 8| 4 1] 4 20|70 1000000 50 5/1000000 45| 380 0,5|w EMO 40[TAK FALSZ|NIE 0,5|
PRAWDA|L7_5 wzorzec odniesienia jednostki sity do 1 MN 150000 7| 12| 10| 3 4 20|70 1000000 50 5/1000000 45| 380 1w EMO 40[TAK FALSZ|NIE 0,5|
PRAWDA|L7_6 wzorzec odniesienia jednostki sity do 10 N 100} 5| 5 4 4 4 20|70 1000000 50 5/1000000 45| 380 0,5|w EMO 40[TAK FALSZ|NIE 0,5|
PRAWDA|L7_7 wzorzec odniesienia jednostki sity do 100 kN 15000 10| U 10| 2 4 20|70 1000000 50 5/1000000 45| 380 0,5|w EMO 40[TAK FALSZ|NIE 0,5|
PRAWDA|L7_8 wzorzec odniesienia jednostki sity do 100 N 100} 1] 4 20|70 1000000 50 5/1000000 45| 380 0,5|w EMO 40[TAK FALSZ|NIE 0,5|
PRAWDA|L7_9 wzorzec odniesienia jednostki sity do 9 MN 9999 9 8| 10| 4 4 20|70 1000000 50 5/1000000 V1 45| 380 1w EMO 40[TAK FALSZ|NIE 0,5|
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorcéw masy klas
PRAWDA(L7_10 [doktadnosci F1, F2i M1 nr SO3 10000 10| 14 4 10] 50 23|70 0 50 31000000 V1 45) 380 4lw EMO 40[TAK PRAWDA|wentylacja z klimatyzacjg 2|
Badawcze stanowisko pomiarowe uzytkowych
FALSZ|L7_11 |wiskozymetrdw kapilarnych szklanych S02 200 6) 5 4 2 0 20|T1 1000000 50 5[1SO 4 45) 230 4n EMO 40[TAK FALSZ| wentylacja z klimatyzacja i dygestorium 0,5]
FALSZ|L7_12 |wzorzec odniesienia jednostki momentu sity - S08 (do 5 kNm) 300 1] 4 20|70 1000000 50 5/1000000 V1 45| 380 0,5|w EMO 40[TAK FALSZ|NIE 0,5|
PRAWDA(L7_13 [wzorzec ci$nienia dynamicznego 500 7| U 4 4 5| 20|71 20 50 10]1SO 4 V1 45| 380 5|w EMO 40[TAK PRAWDA|NIE 2|
Wzorzec odniesienia - badawcze stanowisko pomiarowe
PRAWDA|L7_14 |metnosciomierzy 200 7 7| 5 7| 10 20(T1 1000000 50| 5[1SO 6 45 230 2(w EMO 40| TAK FALSZ|wentylacja z klimatyzacjq i dygestorium 1
W?zorzec odniesienia - badawcze stanowisko pomiarowe
PRAWDA|L7_15 |wzorcéw do analizatoréw wydechu 617 7| 7| 4 9 20 20|T1 21 50 5[1SO 6 V1 45) 230 4n EMO 40[TAK PRAWDA|wentylacja z klimatyzacjg 1i
PRAWDA(L7_16 [wzorzec odniesienia jednostki sity do 10 kN 2000 0 0 0 2 4 20|70 1000000 50 5/1000000 V1 45| 380 0,5|w EMO 40[TAK FALSZ|NIE 0,5|
PRAWDA(L7_17 [wzorzec odniesienia jednostki sity do 3 MN 5000 3 4 20|70 1000000 50 5/1000000 V1 45| 380 1w EMO 40[TAK FALSZ|NIE 0,5|
Stanowisko badawcze pomiaréw metoda ptywaka
PRAWDA|L7_18 |magnetycznego 1000 10| 10| 5) 2 10| 20|T1 0 50 3[1s0 4 V1 40 230 4w EMO 40[TAK FALSZ|wentylacja z klimatyzacja 1|kamienne konsole niezwigzane z budynkiem
Stanowisko badawcze do pomiaréw metoda flotacji
PRAWDA|L7_19 |[ci$nieniowej 1000 2 10| 20|T1 0 50| 3[1S0 4 V1 40 230 4w EMO 40[TAK FALSZ|wentylacja z klimatyzacja 1{kamienne konsole niezwigzane z budynkiem
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania gestosciomierzy
PRAWDA(L7_20 [zbozowych nr S04 500 10| 6) 4 12| 25 23|70 0 50| 31000000 V1 45) 380 2|w EMO 40[TAK PRAWDA|wentylacja z klimatyzacjg 0,5|
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania gestosciomierzy
PRAWDA(L7_21 [zbozowych nr 504 500 13| 25| 23|70 0 50| 3/1000000 V1 45| 380 2|w EMO 40[TAK PRAWDA|wentylacja z klimatyzacjg 0,5|
PRAWDA|L7_22 |Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wag nr SO5 500 6 10| 4 14 25 23(T0 0 50 3(1000000 V1 45 380 2(w EMO 40| TAK PRAWDA|wentylacja z klimatyzacja 1
FALSZ|L7_23 |Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wag nr SO5 500 15 25| 23(T0 0 50 3(1000000 V1 45 380 2(w EMO 40| TAK PRAWDA|wentylacja z klimatyzacjg 1
Stanowisko pomiarowe do badania wzorcéw masy i
stanowisk pomiarowych do wzorcowania wzorcdw masy nr
PRAWDA|L7_24 |S06 100} 6) 6) 4 16| 25| 23|70 0 50 3/1000000 V1 45| 380 2|w EMO 40[TAK PRAWDA|wentylacja z klimatyzacjg 1
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorcdw masy klas
PRAWDA(L7_25 [doktadnosci E1i E2 nr S02 500 5 25 23|70 0 50 31000000 \8 45| 380 2|w EMO 40[TAK PRAWDA| wentylacja z klimatyzacjg 3|
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorcéw masy klas
PRAWDA|L7_26 [doktadnosci E1i E2 nr SO2 500 6) 25| 23|70 0 50 3/1000000 V1 45| 380 2|w EMO 40[TAK PRAWDA|wentylacja z klimatyzacjg 3|
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorcéw kopii 1 kg
PRAWDA|L7_27 |nrSO1 500 5| 5 4 17| 25 23|T1 0 50 31000000 V2 45) 380 4lw EMO 40[TAK PRAWDA|wentylacja z klimatyzacjg 2|
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorcéw kopii 1 kg
PRAWDA|L7_28 |nr SO1-Waga Watta 500 5| 5 4 25| 23|71 0 50 3/1000000 V1 45| 380 4lw EMO 40[TAK PRAWDA|wentylacja z klimatyzacjg 2|
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorcéw masy klas
PRAWDA(L7_29 [doktadnosci F1, F2i M1 nr SO3 10000 10| 10] 4 11 50 23|70 0 50 31000000 V1 45) 380 4lw EMO 40[TAK PRAWDA|wentylacja z klimatyzacjg 2|
Badawcze stanowisko pomiarowe gestosciomierzy
PRAWDA|L7_30 |oscylacyjnych S02 1000 10| 6) 4 5 10| 20|70 1000000 50| 5[1SO 6 45) 230 2|w EMO 40[TAK FALSZ| wentylacja z klimatyzacja i dygestorium 1,1
Wzorzec odniesienia - badawcze stanowisko pomiarowe
wzorcowych wiskozymetréw kapilarnych szklanych oraz
PRAWDA|L7_31 |wzorcéw lepkosci cieczy SO1, magazyn wzorcow 200 6) 5 4 1] 60| 20|T1 1000000 50 5[1SO 4 VO 45) 230 8w EMO 40[TAK FALSZ| wentylacja z klimatyzacja i dygestorium 2|
Badawcze stanowisko pomiarowe gestosciomierzy
FALSZ|L7_32 |przeptywowych SO6 1000 0 0 0 7 0| 20|70 1000000] 50 5/1000000 45 230 4w EMO 40[TAK PRAWDA|wentylacja z klimatyzacjg i dygestorium 0,3]
Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorcéw twardosci
PRAWDA(L7_33 [Rockwella - 52 600 4 5 4 10| 23|70 1000000 1000000] 1000000|1000000 45| 380 2|w EMO 40[TAK FALSZ|wentylacja z klimatyzacja 1]
PRAWDA|L7_34 |wzorzec odniesienia jednostki cisnienia - SO1 1000 9 9 4 1| 70 20|T1 20| 50 10|1SO 4 V1 45 380 2|w EMO 40[TAK PRAWDA|NIE 3|Wymagania stawiane przysztej lokalizacji
PRAWDA(L7_35 [wzorzec odniesienia jednostki cisnienia - S02 100 7| U 4 2 5| 20|71 20 50 10]1SO 4 V2 45| 230 2|w EMO 40[TAK PRAWDA|NIE 2|
Wzorzec paristwowy - badawcze stanowisko pomiarowe
FALSZ|L7_36 |analizatoréw wydechu SO1 1200 7| 7 4 8| 20 20|T1 21 50 5[1SO 6 V1 45) 230 4ln EMO 40[TAK PRAWDA|wentylacja z klimatyzacja 2|
FALSZ|L7_37 |Badawcze stanowisko pomiarowe kubkéw wyptywowych SO5 100} 4 5 4 2 0 20|T1 1000000 50 5/1000000 45| 230 2|n EMO 40[TAK FALSZ|wentylacja z klimatyzacja i dygestorium 0,5
Badawcze stanowisko pomiarowe wiskozymetréw Hoplera
FALSZ|L7_38 (S04 100} 4 5 4 4 0 20|71 1000000 50 5/1000000 45) 230 4n EMO 40[TAK FALSZ|wentylacja z klimatyzacja i dygestorium 0,5
Badawcze stanowisko pomiarowe wzorcéw lepkosci cieczy w
FALSZ|L7_39 [temperaturach (25+ 80) °C SO3 250 3 0 20|T1 1000000 50 5[1SO 4 VO 45) 230 4n EMO 40[TAK FALSZ|wentylacja z klimatyzacja i dygestorium 0,5|
Paristwowy wzorzec gestosci - badawcze stanowisko
PRAWDA|L7_40 |pomiarowe wazenia hydrostatycznego SO1 6000 8 8| 5| 1| 10| 20|72 0 50 3[1S0 4 V1 40| 230 6|w EMO 40[TAK FALSZ| wentylacja z klimatyzacja 2|kamienne konsole niezwigzane z budynkiem
Stanowisko badawcze pomiaréw napiecia powierzchniowego
FALSZ|L7_41 |S04 500 5| 5 4 6) 0 20|71 1000000 50 5[1SO 6 V1 45| 230 2w EMO 40[TAK FALSZ|wentylacja z klimatyzacja i dygestorium 0,2]
FALSZ|L7_42 |Stanowisko badawcze pomiaréw piknometrycznych SO3 500 5 0 20|T1 1000000] 50 5[1SO 6 V1 45 230 2|w EMO 40[TAK FALSZ|wentylacja z klimatyzacja i dygestorium 0,4]




wzorzec odniesienia jednostki momentu sity do sit

FALSZ|L7_43 |dynamicznych do 1 kNm 150 6) 5 4 2 4 20|70 1000000 50 5/1000000 \8 45| 380 0,5|w EMO 40[TAK FALSZ|NIE 0,5
wzorzec odniesienia jednostki momentu sity do sit
FAtSZ|L7_44 |dynamicznych do 10 kNm 300 8 5 5| 3 4 20|70 1000000 50 5/1000000 V1 45| 380 0,5|w EMO 40[TAK FALSZ|NIE 0,5|
Stanowiska wzorca pierwotnego dawki pochtonietej w
wodzie w polu promieniowania wysokoenergetycznych
elektronéw oraz wysokoenergetycznego promieniowania X +
PRAWDA|L8 1 sterownia 10000 10, 10| 3,5] 2| 20| 20(T2 1000000 50| 1|C VO 1000000 400 15|w EMO TAK FALSZ|NIE 2|z wymaganiami PAA i specyfikacjg akceleratora
PRAWDA|L8 2 Stanowisko do pomiaréw promieniowania beta + sterownia 300 10 10| 3,5 5 0| 20(TO 1000000 50 1|C 1000000 230 1w EMO TAK FALSZ|NIE 2|z wyr iami PAA
Stanowisko wzorca pierwotnego dawki pochfonietej w
wodzie w polu promieniowania gamma nuklidu Co60 +
PRAWDA|L8_3 sterownia 5000 10 10 3,5 3 10| 20(T2 1000000 50 1|C VO 1000000 230 1w EMO TAK FALSZ|NIE 2|z wyr iami PAA i specyfikacja gtowicy terapeutycznej
Stanowisko wzorca pierwotnego kermy w powietrzu i dawki
pochtonietej w wodzie w polu promieniowania gamma i X
PRAWDA|L8_4 stosowanego w brachyterapii + sterownia 500 0| 0 0| 3 0| 20(T2 1000000 50 1|C VO 1000000 230 1w EMO NIE FALSZ|NIE 2|z wymaganiami PAA
Stanowiska wzorca pierwotnego dawki pochtonietej w
wodzie w polu promieniowania X o $redniej energii fotondw
PRAWDA|L8_5 + sterownia 500 10| 10] 3,5 1] 10| 20|72 1000000 50 1|C Vo 1000000 380 15|w EMO TAK FALSZ|NIE 2|z wymaganiami PAA
Stanowisko do wzorcowania przyrzadéw wykorzytywanych w
PRAWDA|L8_6 radiografii medycznej + sterownia 500 0| 0 0| 1] 0| 20(T2 1000000 50 1|C \% 1000000 380 15|w EMO TAK FALSZ|NIE 2|z wymaganiami PAA
FALSZ|L8_7 Stanowisko do pomiaréw pél neutronowych + sterownia 1000 15| 15] 15| 8| 0 20|72 1000000 50 1|C 1000000 230 1w EMO NIE FALSZ|NIE 2|z wyr iami PAA
FALSZ|L8_8 Stanowisko wzorca aktywnosci + pracownia spektrometrii 1000 10 10 3,5] 6| 10 20(TO 1000000 50 1|C 1000000 230] 1w EMO TAK FALSZ|dygestorium 2|z wymaganiami PAA
Stanowisko do badania przyrzadéw pomiarowych
FALSZ|L9_1 stosowanych do pomiaru cieczy w kanatach otwartych 40| 10| 12| 6) 0 20| 1000000( 1000000 1000000 1000000 380 1w EMO TAK PRAWDA|wentylacyjna 0,5|Stanowisko wewnatrz stanowiska L9_2 (Wielkie przeptywy wody)
Stanowisko wzorcowe wielkich przeptywdw (hala pomiarowa kanalizacja - $cieki technologiczne, w kolumnach 9 -15 i 26 podano dane szacunkowe. Doktadne dane po wykonaniu
FALSZ|L9_2 ze zbiornikiem magazynowym i wieza grawitacyjna) 300000 70| 20| 12| 6) 0 20 1000000 50 25/1000000 1000000 600 2000|w EMO 10| TAK PRAWDA|wentylacyjno - klimatyzacyjna 1| projektu technicznego, zbiornik magazynowy na poziomie -1
Prawd. osobny budynek. Rozszerzenie zakresu dotychczasowego stanowiska SO5.
Dodatkowe pomieszczenia na wentylatory izolowane pod wzgledem akustyki, drgar i
Stanowisko badawcze $rednich i wielkich przeptywéw gazu temperatury. Mozliwe osobne zbiorniki na gaz poza budynkiem.
FALSZ|L9_3 przy wysokim ci$nieniu (zastapienie i rozbudowa S05) 30 8| 6) 1] 150 20| 1000000 1000000 1000000 380 300|w EMO TAK FALSZ|NIE 0,5|W kolumnach 9 -15 i 26 podano dane sza
FALSZ|L9_4 Stanowisko do badania licznikéw do cieczy innych niz woda 18] 11 5| 8| 0 20| 1000000( 1000000 1000000 1000000 380 200|w EMO TAK PRAWDA|wentylacyjna 0,5|Mozliwa lokalizacja poza kampusem laboratoryjnym
Prawd. osobny budynek. W kolumnach 9 -15 i 26 podano dane szacunkowe. Doktadne
dane po wykonaniu projektu technicznego.
Stanowisko wzorcowe do badania instalacji i licznikéw do Budowa stanowiska we wspdlpracy z CLPB PGNiG. Mozliwa lokalizacja poza
FALSZ|L9_5 cieczy kriogenicznych (w tym LNG) 10| 10| 4 10| 0| 1000000( 1000000 1000000 1000000 380 25|w EMO NIE FALSZ| wentylacyjna 0,75|kampusem laboratoryjnym.
Osobny budynek. W kolumnach 9 -15 i 26 podano dane szacunkowe. Doktadne dane
Stanowisko do badania odmierzaczy gazu ciektego propan po wykonaniu projektu technicznego. Mozliwa lokalizacja poza kampusem
FALSZ|L9_6 butan LPG 12| 8| 4 9 0 1000000{ 1000000 1000000 1000000 380 25|w EMO NIE FALSZ|wentylacyjna 0,75|laboratoryjnym
Prawd. osobny budynek. Wymagane dodatkowe zbiorniki magazynowe poza
budynkiem.
W kolumnach 9 -15 i 26 podano dane szacunkowe. Doktadne dane po wykonaniu
FALSZ|L9_7 Stanowisko badawcze licznikow CNG 0| 0 0 4 30 20| 1000000 1000000 1000000 380 30w EMO 1000000( TAK FALSZ| wentylacyjna 0,5| projektu technicznego
Stanowisko do badan zmeczeniowych wodomierzy i
FALSZ|L9_8 przetwornikéw przeptywu do cieptomierzy do wody 5000 U 4 4 6) 25) 20 1000000 50 25/1000000 1000000 230 35|w EMO 3[TAK FAtSZ|kanalizacja 1
FALSZ|L9_9 Stanowisko do matych przeptywéw (woda) 1200 5| 2 3| 7| 50 20|70 1000000] 50 25/1000000 VO 1000000 230 1w EMO 3[TAK FALSZ|NIE 1|budowa w GUM przed 22
FASZ|L9_10 |Stanowisko do mikroprzeptywéw (woda) 1200 5| 2 3| 7 50 20|70 1000000 50 25|1000000 VO 1000000 230 1w EMO 3|TAK FALSZ|NIE 1|budowa w GUM przed 22
klimatyzacja, Dygestorium z instalacjg
Stanowisko pomiarowe / badawcze do wzorcowania / wyciggowa, gazowa, wodno-kanalizacyjng i klimatyzacja (reg. temp. i wilgotnosci, przeptyw laminarny-bezwiatrowy), wyktadzina
FALSZ|L9_11 |badania przyrzadéw do pomiaru objetosci metodg wagowa 400 12| 10| 3| 12| 20 20|70 50 10| VO 1000000 230 5|w EMO TAK FALSZ|elektryczng 1| podtogowa antystatyczna
Stanowisko pomiarowe do badania przelicznikow do
FALSZ|L9_12 |gazomierzy 30 4 3 3 3 0| 20(TO 1000000 60| 15(1000000 1000000 230 2(n EMO NIE FALSZ|klimatyzacja z wymiang powietrza 0,5
FALSZ|L9_13 |Stanowisko pomiarowe do kalibracji dysz Venturiego 30 3| 2 6) 5 0 20|70 1000000 60) 15/1000000 VO 1000000 380 5|n EMO TAK PRAWDA| klimatyzacja z wymiang powietrza 0,5|budowa poza GUM - dodatkowo - $luza powietrzna (stabilizacja wahar cisnienia)
Stanowisko pomiarowe z wzorcem ttokowym (przeptywy do budowa w GUM przed 22, budowa poza GUM - dodatkowo - §luza powietrzna
FALSZ|L9_14 |16 m3/h, cisnienie do 6 bar) 1000 4 7| 6) 2 0 20|70 1000000] 60 15/1000000 VO 1000000 380 10|n EMO TAK PRAWDA| klimatyzacja z wymiang powietrza 0,75/ (stabilizacja wahan cisnienia)
Stanowisko pomiarowe z wzorcem ttokowym
(mikroprzeptywy, cisnienie do 6 bar, zastapienie i rozbudowa budowa w GUM przed 22, budowa poza GUM - dodatkowo - §luza powietrzna
FALSZ|L9_15 [SO7) 400 4 3 3| 3 0 20|70 1000000] 60| 15/1000000 VO 1000000 380 5|n EMO TAK PRAWDA| klimatyzacja z wymiang powietrza 0,75/ (stabilizacja wahan cisnienia)
Stanowisko pomiarowe z wzorcowym zbiornikiem
dzwonowym 2,5 m3 (zastapienie S03, cze$ciowe odtworzenie budowa w GUM przed 22, budowa poza GUM - dodatkowo - §luza powietrzna
FALSZ|L9_16 [stanowiska SO4) 2000 5 7| 6) 2 0| 20|70 1000000] 60 15/1000000 VO 1000000 380 15|n EMO TAK PRAWDA| klimatyzacja z wymiang powietrza 0,5| (stabilizacja wahan cisnienia)
FALSZ|L9_17 |Stanowisko z wzorcami ttokowymi 100 3 3 3 3 0| 20(TO 1000000 60| 15(1000000 \4 1000000 230] 5[n EMO NIE FALSZ|klimatyzacja z wymiang powietrza 0,5
Stanowisko do badania i wzorcowania wodomierzy i
przeptywomierzy do wody zimnej i przetwornikdw przeptywu
FAtSZ|L9_18 |do cieptomierzy do wody 20000 15| 5 6) 6) 90 20 1000000 50 25|1000000 1000000 230 30w EMO 3|TAK FAtSZ|kanalizacja 1
Stanowisko do badania i wzorcowania wodomierzy,
przeptywomierzy do wody i przetwornikéw przeptywu do
FASZ|L9_19 |cieptomierzy do wody 5000 5| 3 6) 6) 40| 20 1000000 50| 25|1000000 1000000 230 15|w EMO 3|TAK PRAWDA|kanalizacja 1
Stanowisko do badania wytrzymatosci cisnieniowej
FALSZ|L9_20 |wodomierzy 200 2| 2 3 6) 30| 20 1000000 50 25|1000000 1000000 230 0,5|w EMO 3[TAK FAtSZ|kanalizacja 1]
Stanowisko pomiarowe do badania cieptomierzy
zespolonych (rozbudowa stanowiska S03 woda, czes¢ budowa w GUM przed 22; obwody dwufazowe: 16X16A, 2X25A,
FALSZ|L9_21 |przeptywowa stanowiska) 2500 8 6) 5 6) 0| 23| 1000000 50 25|1000000 1000000 230 20w EMO TAK PRAWDA|NIE 1| obwody trojfazowe: 2X25A, 8X16A
Stanowisko pomiarowe do badania cieptomierzy
hybrydowych stosowanych w uktadach chtodzenie - w budowa w GUM przed 22; obwody dwufazowe: 16X16A, 2X25A,
FALSZ|L9_22 |zakresie przelicznikdw z parami czujnikow temperatury 450] 2| 2| 3| 11 2| 23| 1000000] 50 25/1000000 1000000 230 20|w EMO TAK PRAWDA|NIE 1|obwody tréjfazowe: 2X25A, 8X16A
Stanowisko pomiarowe do badania typu UE cieptomierzy
hybrydowych w zakresie przelicznikéw z parami czujnikéw obwody dwufazowe: 16X16A, 2X25A,
FALSZ|L9_23 [temperatury 300 2| 2| 3| 11] 2| 23| 1000000 50 25|1000000 1000000 230 20|w EMO TAK PRAWDA|NIE 1| obwody trojfazowe: 2X25A, 8X16A
Stanowisko pomiarowe do badania typu UE par czujnikéw obwody dwufazowe: 16X16A, 2X25A,
FALSZ|L9_24 |temperatury — podzespotéw cieptomierzy 300 2| 2 3| 11 2| 23| 1000000 50 25/1000000 1000000 230 20|w EMO TAK PRAWDA|NIE 0,75|obwody trojfazowe: 2X25A, 8X16A
Stanowisko pomiarowe do badania typu UE przelicznikéw —
FALSZ|L9_25 |podzespotdw cieptomierzy 100 4 4 3| 11] 0 23| 1000000 50 25|1000000 1000000 230 30w EMO TAK PRAWDA|NIE 0,75| obwody dwufazowe, 8X16A
FALSZ|L9_26 |stanowisko z wzorcowym zbiornikiem dzwonowym 0,2 m3 500 4 3 6) 5 0 20|70 1000000 60) 15/1000000 VO 1000000 380 15|n EMO TAK PRAWDA| klimatyzacja z wymiang powietrza 0,5|budowa poza GUM - dodatkowo - $luza powietrzna (stabilizacja waharn cisnienia)
PRAWDA(L10_1 [Pracownia parametréw klimatu U 6) El 0 23|70 1000000 40| 10|1000000 1000000 380 25|w EMO 40[TAK PRAWDA| 2| Dygestorium
PRAWDA(L10_2 [Pracownia termometrii radiacyjnej 7| 6) 3| 0 23|70 1000000 40| 10]1000000 1000000 380 25|w EMO 40[TAK FALSZ| 2|
FALSZ|L10_3 |Pracownia panstwowego wzorca temperatury 7 6| 3 0| 23(T1 1000000 40 10{1000000 1000000 380 25|w EMO 40| TAK FALSZ] 2
FALSZ|L10_4 |Pracownia temperatury dla punktéw statych 12| 7| 3| 30 22| 1000000 40| 10|1000000 1000000 380 25|w 40[TAK FALSZ| 1,5/Dygestorium
FALSZ|L10_5 |[Pracownia termoelementdw - punkty state 7 7| 3 0| 23 1000000 40 10{1000000 1000000 380 15|w 40| TAK FALSZ] 1,5
FALSZ|L10_6 |Pracownia termoelementdw - metoda poréwnawcza 7 4 3 [y 23 1000000 40 10{1000000 1000000 380 10|w 40| TAK FALSZ| 1,5
FALSZ|L10_7 |Pracownia temperatury dla pomiaréw metoda poréwnawcza 7| 5 3| 0 22| 1000000] 40| 10|1000000 1000000 380 15|w 40[TAK FALSZ| 1,5|Dygestorium
Pracownia wzorca odniesienia temperatury punktu
FALSZ|L10_8 |rosy/szronu 6) 5 3| 0 23| 1000000 40| 10]1000000 1000000 380 25|w 1000000| TAK PRAWDA| 1]
Pracownia generatora dwustrumieniowego temperatury
FALSZ|L10_9 |punktu rosy/szronu 5| 4 3| 0 23| 1000000 40| 10|1000000 1000000 380 25|w 1000000( TAK PRAWDA| 1]
FA£SZ|L10_10 |Pracownia wzorca odniesienia wilgotnosci wzglednej 7 5 3 [y 23 1000000 40 10{1000000 1000000 380 25|w 1000000| TAK PRAWDA| 1
FALSZ|L10_11 |Pracownia wilgotnosci zb6z, nasion oleistych i ciat statych 5| 4 3| 0 23| 1000000] 40| 10|1000000 1000000 380 25|w 1000000( TAK PRAWDA| 1
WiFi, wewn. odrebny LAN, ochrona ESD
stanowisk pracy, wentylacja i wyciagi
FASZ|L11_1 |Stanowisko badan bezpieczenstwa cyfrowego cze$é 1/4 100} 10| 10| 10| 0 23|70 1000000] 60 10|1000000 1000000 380 1w EMO 1000000 NIE FALSZ| powietrza nad lab.elektronicznym 5[Nowe laboratorium technologii bezp. cyfrowego dla potrzeb metrologii




1112

Stanowisko badan bezpieczenstwa cyfrowego czes¢ 2/4

1000000

WiFi, wewn. odrebny LAN, ochrona ESD
stanowisk pracy, wentylacja i wyciagi
powietrza nad lab.elektronicznym

Nowe laboratorium technologii bezp. cyfrowego dla potrzeb metrologii

1113

Stanowisko badan bezpieczenstwa cyfrowego czes¢ 4/4

1000000

WiFi, wewn. odrebny LAN, ochrona ESD
stanowisk pracy, wentylacja i wyciagi
powietrza nad lab.elektronicznym

Nowe laboratorium technologii bezp. cyfrowego dla potrzeb metrologii

111 4

Stanowisko badan bezpieczenstwa cyfrowego czes¢ 3/4

1000000

WiFi, wewn. odrebny LAN, ochrona ESD
stanowisk pracy, wentylacja i wyciagi
powietrza nad lab.elektronicznym

Nowe laboratorium technologii bezp. cyfrowego dla potrzeb metrologii

1115

Stanowisko zasobow i obstugi IT

1000000

o

Potrzeby szczegolowe zostana dostosowane do nieprzewidywalnych jeszcze potrzeb
lab.metrologicznych, we wspolpracy z dzialem IT - DOSTOSOWANIE ZARZADZANIA
ZASOBAMI SPECJALISTYCZNYMI IT DOSTOSOWANE DO POTRZEB LAB

1116

Stanowisko zasobow i obstugi IT

1000000

o

Potrzeby szczegolowe zostana dostosowane do nieprzewidywalnych jeszcze potrzeb
lab.metrologicznych, we wspolpracy z dzialem IT - DOSTOSOWANIE ZARZADZANIA
ZASOBAMI SPECJALISTYCZNYMI IT DOSTOSOWANE DO POTRZEB LAB

111_7

Stanowisko rozwoju oprogramowania i metod numerycznych
cze$é 1/3

1000000

WiFi, wewn. odrebny LAN, zasoby sieciowe -

moc obliczeniowa

~

Obecny dzis w GUM zalgzek stanowiska. Lokalizacja w Kielcach zalezna od lokalnych
potrzeb laboratoriéw metrologicznych

1118

Stanowisko rozwoju oprogramowania i metod numerycznych
czes$é 2/3

1000000

WiFi, wewn. odrebny LAN, zasoby sieciowe -

moc obliczeniowa

Obecny dzis w GUM zalazek stanowiska. Lokalizacja w Kielcach zalezna od lokalnych
potrzeb laboratoriéw metrologicznych

1119

Stanowisko rozwoju oprogramowania i metod numerycznych
cze$é 3/3

1000000

WiFi, wewn. odrebny LAN, zasoby sieciowe -

moc obliczeniowa

Obecny dzis w GUM zalgzek stanowiska. Lokalizacja w Kielcach zalezna od lokalnych
potrzeb laboratoriéw metrologicznych

111_10

Stanowisko testowania oprogramowania czes¢ 1/3

1000000

WiFi, wewn. odrebny LAN, ochrona ESD
stanowisk pracy

-

Rozwoj obecnie istniejacego zespolu w celu dostosowania do nowych potrzeb.

111_11

Stanowisko testowania oprogramowania czgs¢ 2/3

1000000

WiFi, wewn. odrebny LAN, ochrona ESD
stanowisk pracy

Rozwoj obecnie istniejacego zespolu w celu dostosowania do nowych potrzeb.

11112

Stanowisko testowania oprogramowania czes¢ 3/3

1000000

WiFi, wewn. odrebny LAN, ochrona ESD
stanowisk pracy

Rozwoj obecnie istniejacego zespolu w celu dostosowania do nowych potrzeb.

111_13

Stanowisko oprogramowania i technologii IT cze$¢ 1/3

1000000

WiFi, wewn. odrebny LAN, ochrona ESD
stanowisk pracy

o

Rozwoj obecnie istniejacego zespolu w celu dostosowania do nowych potrzeb.

111 14

Stanowisko oprogramowania i technologii IT cze$¢ 2/3

1000000

WiFi, wewn. odrebny LAN, ochrona ESD
stanowisk pracy

Rozwoj obecnie istniejacego zespolu w celu dostosowania do nowych potrzeb.

111_15

Stanowisko oprogramowania i technologii IT cze$¢ 3/3

1000000

WiFi, wewn. odrebny LAN, ochrona ESD
stanowisk pracy

Rozwoj obecnie istniejacego zespolu w celu dostosowania do nowych potrzeb.

111_16

stanowisko badawcze budowy i rozwoju kwantowych metod
pomiarowych

v

Klasa C
(max.
dopuszczaln
aliczba
czastek/m3
zgodnie z
PN-EN ISO
1464t4-1)

ciekty azot




